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Abstract (en)
Continuous surface treatment process, esp. for etching and cleaning of strip, e.g metal esp. steel strip, in which the strip passes approximately
horizontally through a treatment chamber supplied with a treatment liquid, esp. etching liquid, and the surface to be treated is subjected to an
increased shear force between the surface and treatment liquid. Process equipment is also claimed.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur kontinuierlichen Oberflächenbehandlung, insbesondere zum Beizen und Reinigen von Bändern,
beispielsweise Metall-, insbesondere Stahlbändern, in einer Behandlungskammer, wobei die Bahn in einer etwa horizontalen Wegbahn durch
die Behandlungskammer läuft, und der Behandlungskammer eine Behandlungsflüssigkeit, insbesondere Beizflüssigkeit, zugeführt wird. Sie ist
vornehmlich dadurch gekennzeichnet, daß die zu behandelnde Oberfläche einer erhöhten Scherkraft zur Behandlungsflüssigkeit, insbesondere
Beizflüssigkeit, ausgesetzt wird. Weiters betrifft die Erfindung eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens, die gekennzeichnet ist dadurch,
daß, insbesondere mehrere, Einrichtungen in der Behandlungskammer, insbesondere Beizbottich, vorgesehen sind, die eine Erhöhung der
Scherkraft zwischen Band und Behandlungsflüssigkeit erzielen. <IMAGE>
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